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In this paper we made it clear that the thickness of the siliceous film formed on the aluminum 
surface by silicate treatment was a few nm. The optical model for analyzing the data was 
verified experimentally. The thickness variation and the quality of the siliceous films with 
varying the molecular weight of silicate ions were also investigated by ellipsometry. It is 
expected that the greater molecular weight of the silicate ion will result in the thicker 
thickness of the siliceous film. Finally, the adsorption layer of water on the aluminum 
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反射率比 tanΨexp (ｉΔ) におけるΨとΔを求め
る。さらに、得られたΨとΔから表面薄膜の光学定
数である屈折率と膜厚が得られる。偏光解析法にお

















分ごとに測定を行い、30 分以降は 10 分おき、1 時
間後は 20 分おきと、その時間間隔を長くして測定
し、ΨとΔの値の変化が 0.1 度以下となるまで測定


























は Hass の値（ 1.21 6.93N i  ）だけであった３)。ま
た、アルミニウム膜表面の酸化層として Al2O3
（ 1.75N  ）とアルミニウムの混合膜を仮定し、そ
の屈折率を有効媒質近似理論４)で求めた。 
図 4～図 7 に測定結果とその解析のシミュレーシ
ョンを示す。図で黒丸●はガラス基板に蒸着した 20 





















































は完全酸化を表す。計算は酸化膜厚が 0 から 2 nm、














ンを行った結果が図 7 における緑の直線である。 
 
 
図 5 アルミニウム膜の外挿膜厚 
図 6 アルミニウム膜の酸化過程及び膜厚の解析 
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シミュレーションではケイ酸質皮膜の膜厚を0か



































図 8 測定値の解析結果 
種々の試料の測定と解析の結果、シリケート処理
により形成されるケイ酸質皮膜の膜厚はおよそ 1 



































No.1～No.3（水ガラス１号、2 号、3 号 希釈液※）
を用意し、それに試料を約 30 秒浸せきし、シリケ
                                                          
※ SiO2濃度：50g/ℓ 
図 9 シリケート処理時間と膜厚 



































































































度は水の膜厚換算でおよそ 0.5 nm である。 











図 14  T-FDP とその模式図 
 
入射光の偏光状態 S は、装置の特性逆行列 A－１
































































図 16 水の吸着過程の実測例 
 
図 16 において、Δの最大変化から水の吸着膜厚
を計算すると、処理面でおよそ 320 nm 未処理面で































































図 17 シリケート処理と水への浸せきとの比較 
        （浸せき前／後） 
 
さらに、アルミニウム膜の光学定数として Hass
の値( 1.21 6.93N i  )を用いてきたが、実験の後半
ではアルミニウム蒸着膜の屈折率を分光偏光解析
装置（J. A. Woollam 社）により実測した。その結果
アルミニウム膜の光学定数として 1.59 6.63N i  の
値が得られた。そこで、この値を用いてデータの再
解析を行なった結果を図 18 に示す。 
図 18 には比較の為、実測値と文献値（Hass）が
一緒に示してある。解析シミュレーションのグラフ
からケイ酸質皮膜の膜厚はそれぞれ、4.3 nm と 3.3 
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